

























出する方法を提案した。さらには， EBSD(lectron back scater 必飴action ）法を用いて，成長粒子の
<10 ＞すべり方向が有蹴の作用方向と一致することを明らかにし，本銅薄1美子去と分解能が高いEBSD
法を併用することで， 50μm X 50μm としづ測定領域の縮小化を実現した。また，本測定法を回転曲
げ－静的ねじりの組合せ負荷の条件下で適用し，疲労損傷に寄与する繰返し応力成分を正確に検出で
きることを明らかにしている。さらには，繰返し曲げ一静的ねじりの組合せ負荷の条件下でも適用し
て表面き裂の進展挙動についても調査し，青抽句ねじりの重畳がき裂進展速度を増加させることを明ら
かにするなど，このようなき裂周辺の局所領域の測定にも有益であることを示した。
以上，本論文は，局所領域の応力測定に適した鍋薄膜お芯力測定法を提案したものであり，損傷許
容やフェイルセーフなどの信頼性設計に不可欠なき裂や疲労の挙動に関わる応力状態を知るための測
定法として高く言軒高できる。よって，本論文は，博士（工学）の学位論文に値するものとして認めら
れる。
